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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This research was conducted to prepare copper nitride thin films on 
glass substrates by reactive DC sputtering technique using a copper plate 
and nitrogen gas  at 20 Pa as source.  The Argon pressure 1x 10-1 mbar and 
DC voltage of  0.5 kV at room temperature. The deposition time varies from 
1.0 hour to 3.5 hours at interval of 0.5 hour. The thickness of films was 
measured  using Ellisopmeter, UV-VIS 3101 Spectrophotometer to measure 
the optical properties  of refractive index,n, transmittance, absorbance and 
reflectance in the visible light region and  the photoluminescence property 
using Luminescence Spectrometer LS55.The films obtained were yellow to 
reddish-brown depending on the deposition time. For longer deposition 
time, the thin films turned thicker reddish-brown colour. Thickness of films 
obtained were in the range 1219.4 nm to 1227.0 nm and the refractive index, 
n, was about 3.80, constant for all samples.  The transmittance increased but 
absorbance and reflectance decreased as the thickness increased over the 
wavelength range.. The avaege optical band gap energy, Eg  obtained in 
range of 1.65 to 1.94 eV. The averange emmission peak for maximum 
intensity was about 419.0 nm obtained in the photoluminescence emission 
for all samples. This shows that the luminescence light is that of violet light. 
vii 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
 
 
Penyelidikan ini dijalankan untuk menyediakan saput filem nipis 
kuprum nitrat  pada substrat kaca dengan  teknik “reactive DC sputtering”  
yang menggunakan plat kuprum tulin  dan gas nitrogen pada tekanan 20Pa 
sebagai sumber.  Tekanan Argon iaitu 1x10-1 mbar dan voltan arus terus , 
DC  0.5 kV pada  suhu bilik dengan jangka masa 1 jam ke 3.5 jam dalam 
selang 0.5 jam. Ketebalan filem, d diukur menggunakan Ellisopmeter,, UV-
VIS 3101 Spectrophotometer  untuk menentukan sifat-sifat optik seperti  
indeks bias, n, penghantaran, penyerapan dn pantulan dengan julat panjang 
gelombang cahaya nampak. Sifat  luminisene saput filem tipis ditentukan 
menggunaan Luminescence Spectrometer  LS55. Saput filem tipis ang 
terhasil  adalah berwarna kuning kepada  coklat kemerahan  dan semakin 
meningkat  masa deposit filem cenderung kepada coklat kemerahn. 
Ketebalan filem, d yang terhasil dengan julat antara 1219.4 nm ke 1227.0 
nm  dan indeks  bias, n, adalah 3.80 yang malar untuk semua sampel  yang 
disediakan. Sifat  penghantaran  meningkat  tetapi sifat  penyerapan dan 
pantulan  berkurangan apabila ketebalan saput filem tipis, d meningkat. 
Ketiga-tiga sifat ini berkurangan dalam julat panjang gelombang cahaya 
nampak.  Purata jurang tenaga optik, Eg  saput filem tipis ini antara 1.65 ke 
1.94 eV. Purata  panjang gelombang puncak  pancaran foto luminisense  
yang paling  maksimum  untuk semua sampel ialah 419.0 nm yang 
memberikan warna cahaya violet.  
 
